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(5) F e はゲ、ッタリングされ難いので汚染に最も注意を要すること，および汚染された場合の除去法を示
している。
以上のように本論文はシリコンウェーハにおける微量金属不純物の挙動を定量的に把握する乙とに成功
しており，その結果は S i 電子素子の性能向上に直ちに反映され，電子工学に寄与する所大である。よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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